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一、调研说明

中商产业研究院全新发布的《2022-2027年中国光刻机产业发展趋势分析及投资风险预测报告》主要依据国家统计局、国家发改委、商务部、中国海关、国务院发展研究中心、行业协会、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调研资料，由中商产业研究院的资深专家和研究人员的分析编写。首先，本研究报告对行业的特征及国内外市场环境进行描述，其次，对行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业情报，并分析相关经营情况。最后，对该行业未来的发展前景，投资风险及投资策略给出科学的建议。本研究报告是行业生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。
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甲乙双方本着互利互惠，诚实信用的原则，根据中华人民共和国合同法及其他有关法律，就甲方向乙方订购报告事宜，经双方平等协商达成以下协议：

第一条 报告名称及格式

报告名称：中国*************报告

报告格式： 中文电子版和纸质版

第二条 付款方式及报告送达

1．甲方共订购   份研究报告，研究报告费用共计           元人民币，大写 人民币*****元整  。

2．付款方式：甲乙双方签订协议后（或甲方收到乙方提供的等额正规发票后），3-5个工作日内转账支付，汇入合同上乙方指定账户。

3．乙方收到款项后,5-7个工作日内安排配送报告，以电子邮件、光盘等形式向甲方提供研究报告的电子版报告,纸介版通过快递，邮寄费由乙方承担。

第三条 甲乙双方的权利和义务

1．此报告的所有版权（包括著作权）归乙方所有。乙方提供的报告内容与网站上提供的报告目录框架的信息相吻合。

2．甲乙双方对本合同涉及的产品、价格及合作方式等均负有保密责任，未经对方书面允许不得泄露给第三方，且该保密义务不因本合同终止而终结，否则，违约方应承担责任。

3．乙方承诺对提供给甲方的研究报告及其他产品不侵害其它第三方权益，如有违反，一切责任均由乙方承担。

4．乙方提供给甲方的研究报告仅限甲方公司内部使用，不得向任何第三方复制、转载、翻录、节选，更不得向任何第三方销售。如有违反，乙方有权追究甲方责任。

第四条 其他

1．备注事项：   ****  无                                                      

2．其他未尽事宜由甲乙双方协商解决，根据实际需要，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3．本合同一式两份，甲乙双方各执一份；双方签字、盖章后生效。

4．附件、传真件等，作为本合同附件组成部分，与本合同具有同等法律效力。
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年  月  日                                      年  月  日
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